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Urzadzenie do otrzymywania siarki sublimowane;j

Przedmiotem wynalazku jest urzagdzenie do otrzymywania siarki sublimowanej, zwanej czgsto
kwiatem siarczanym. Znane dotychczas urzadzenia do otrzymywania siarki sublimowanej skiadaja
si¢ z odparowalnika, komory lub kolumny kondensacyjnej oraz kr6¢ca taczacego te dwa elementy,
stuzacego do przesytania par siarki. W odparowalniku nast¢puje przejscie siarki elementarnej w
stan pary a siarka sublimowana powstaje na §cianach komory kondensacyjnej. Proces prowadzi sig
w atmosferze gazu oboje¢tnego uniemozliwiajacego utlenianie par siarki co w konsekwencji nie
prowadz do zakwaszenia produktu.

W zaleznosci od stosowanej technologii urzadzenia te posiadajg r6zne konstrukcje oraz
elementy dodatkowe jak: doprowadzenie gazu oboj¢tnego tak do odparowalnika, jak i do komory
kondensacyjnej, urzadzenia do odbioru produktu sktadajgce si¢ z wibratorow i odbieralnikéw
celkowych oraz szereg innych. W przypadku zastosowania zamknigtego obiegu gazu oboj¢tnego
znane s3 filtry do czyszczenia i ochtadzania tegoz gazu. Niedogodnoscig znanych i stosowanych
dotychczas urzadzen jest uzyskiwanie produktu zawierajgcego znaczne ilodci tak zwanych spiekéw,
to jest otrzymywanie ziaren siarki zaglomerowanej, skladajacej si¢ z pozlepianych krysztatkéw
- siarki, zamiast miatkiego, drobnego produktu skladajacego si¢ z pojedynczych drobnych kryszta-
t6w. Dalszymi niedogodnosciami s3: nieduza wydajnoéé, czgsto wyst¢pujace oblepianie $cian
komory kondensacyjnej gruba warstwg siarki sublimowanej, szczeg6Inie w okolicy wlotu par siarki
do kolumny. Powoduje to dalsze zmniejszenie wydajnosci procesu, nieodpowiednia granulacj¢
oraz zakwaszenie produktu, zmuszajac w ten sposdb do kiopotliwej obrobki siarki sublimowanej w
celu nadania jej wymaganych wilasnosci, tak pod wzgledem fizycznym jak i chemicznym.

Celem wynalazku jest intensyfikacja procesu, poprawa jakosci produktu a przede wszystkim
ustabilizowanie warunkéw kondensacji par siarki majacych podstawowe znacznie dla catosci
" procesu. Uzyskuje si¢ to poprzez zwigkszenie $rednicy kolumny kondensacyjnej i zastosowanie
nadmuchu gazu oboj¢tnego w kolumnie kondensacyjnej za pomocg odpowiednio rozmieszczonych
kr6écédw. Wprowadzony do kolumny kondensacyjnej gaz o temperaturze nizszej od 100°C wpra-
wia pary siarki w ruch, korzystnie wirowy, powodujac schtadzanie ich w érodkowe;j czgéci kolumny.

Tak wigc sublimacja kondensacyjna odbywa si¢ w calej objetoéci kolumny a nadmuch gazu oddala
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par: siarki od scian kolumny. Dla zapewnienia takich warunkéw kondensacji sublimacyjne;j
wprowadza sie od 0,76 do 4 Nm”® gazu obojetnego na kilogram siarki wprowadzonej do uktadu.
Kolumna kondensacyjna, posiadajaca korzystnie ksztalt stojacego walca, winna posiadaé tak
dobrang $rednice, aby liniowa szybkos¢ przeptywu gazu nad strefa nadmuchu wynosita nie mniej
niz 2 m/godzing.

Dla wyeliminowania nadmiernego nagrzewania kolumny przez przewodzenie, co powoduje
jej oblepianie w okolicy krocca doprowadzajacego pary siarki, krociec odizolowany jest termicznie
od $cianek kolumny. Strefa nadmuchu gazu obojg¢tnego sktada si¢ z jednego badz tez dwdch i wigcej
systemOw krocow zabudowanych kazdy na okre§lonej wysokosci kolumny a odlegto$é migdzy nimi
winna wynosi¢ 10 do 20% calkowitej wysoko$ci kolumny. Kazdy pojedynczy system kroéécoOw
posiada przynajmniej dwa kré¢ce umieszczone naprzeciw siebie w §cianie kolumny. Korzystniejsze
s3 systemy zawierajace trzy, cztery, sze§¢ a nawet osiem kré¢cOw rozmieszczonych symetrycznie
wzgledem siebie. W przypadku zastosowania przynajmniej dwoch systeméw nadmuchu sg one
przesunig¢te wzgledem siebie tak, aby krdocce ich nie lezaty bezposrednio jeden nad drugim. Kroéce
doprowadzajace gaz obojetny zabudowane s3 prostopadle do §cian kolumny kondensacyjnej lub w
ten sposdb, aby o§ krééca stanowita przedtuzenie boku wieloboku utworzonego przez kroéce
danego systemu. Siarka sublimowana produkowana wedtug wynalazku odpowiada krajowym i
zagranicznym normom jako$ciowym, tak pod wzgledem wymogéw dotyczacych postaci, jak tez i
pod wzgledem sktadu chemicznego.

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykiadzie wykonania na rysunku, na ktérym
fig. 1 przedstawia schematycznie fragment kolumny kondensacyjnej w przekroju osiowym, fig. 2 —
schemat systemu zasilania z dwoma kré¢cami, fig. 3 — schemat systemu zasilania z trzema kro¢-
cami, fig. 4 — schemat systemu zasilania z czterema kr6¢écami, fig. S — schemat systemu zasilania z
szescioma kroécami, fig. 6 — schemat systemu zasilania z kr6¢cami zainstalowanymi skoénie do
powierzchni zewngtrznej kolumny kondensacyjne;j.

Do kolumny kondensacyjnej 1 o wysoko$ci 3 m i §rednicy 1,5 m doprowadza si¢ kré¢cem 2,
10 kg par siarki na godzing o temperaturze 445°C. Kréciec 2 doprowadzajacy pary siarki jest
odizolowany termicznie od $cian kolumny kondensacyjnej 1 za pomoca sznura azbestowego.

Do kolumny kondensacyjnej 1 wprowadza si¢ do dwoma systemami kr6écéw 3 dwutlenek
wegla o temperaturze 30°C w ilosci 16 Nm*/godzing. Kazdy system kréécéw 3 dostarczajacych
dwutlenek wegla, sktada si¢ z szesciu kr6écéw zabudowanych w ten sposob, ze of kazdego kroéca
stanowi przedtuzenie boku sze$cioboku, w wierzchotkach ktdérego umieszczone sa krééce 3. Oba
systemy s3 odlegle od siebie 0 0,5 m, natomiast kréciec 2, doprowadzajacy pary siarki potozony jest
0 0,1 m ponizej dolnego systemu kréécédw 3.

Zastrzezenia patentowe

1. Urzadzenie do otrzymywania siarki sublimowanej poprzez odparowanie siarki elementar-
nej oraz jej kondensacje sublimacyjng z uzyciem obojetnego gazu no$nego w kolumnie kondensa-
cyjnej posiadajacej korzystnie ksztalt stojacego walca ze stozkowym dolnym zakoriczeniem,
znamienne tym, Zze kolumna kondensacyjna (1) posiada §rednic¢ tak dobrana, aby liniowa szybko$¢
przeptywu gazu oboje¢tnego powyzej strefy nadmuchu wynosita nie mniej niz 2m/h, a kréciec (2) .
doprowadzajacy pary siarki do kolumny (1) kondensacyjnej jest termicznie odizolowany od §cian
kolumny (1).

2. Urzadzenie wedlug zastrz. 1, znamienne tym, ze posiada stref¢ nadmuchu gazu oboj¢tnego
sktadajgcg si¢ z jednego badz tez dwoch i wigcej systeméw kréécéw (3) doprowadzajgcych gaz
obojetny, przy czym kazdy system zabudowany jest na jednej wysokosci kolumny (1), a w
przypadku zastosowania dwdch i wigcej systeméw sa one oddalone od siebie o 10 do 20%
catkowitej wysokosci kolumny (1), natomiast kréciec (2) doprowadzajacy pary siarki do kolumny
(1) umieszczony jest na wysokosci dolnego systemu kroécéw (3) lub ponizej.

3. Urzadzenie wedtug zastrz. 2, znamienne tym, ze kazdy system kr6écow (3) doprowadzaja-
cych gaz obojetny posiada co najmniej dwa krééce (3) umieszczone naprzeciw siebie, korzystnie
zawiera trzy, cztery, sze§¢ a nawet osiem kréécéw (3) rozmieszczonych symetrycznie wzglgdem
siebie, przy czym w przypadku zastosowania w kolumnie (1) dwéch systeméw nadmuchu s3 one
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przesunigte wzglgdem siebie o pewien kat tak, aby kr6¢ce (3) obu systemdw nie lezaty bezposrednio
jeden nad drugim.

4. Urzadzenie wedtug zastrz. 3, znamienne tym, Ze krééce (3) doprowadzajace gaz obojetny
zabudowane s3 prostopadle do $cian kolumny kondensacyjnej (1) lub korzystniej w ten sposob, ze
o$ kroécea (3) stanowi przedtuzenie boku wieloboku utworzonego przezkrééce (3) danego systemu.
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